
 

 

  

반도체 및 LCD 제조시 매우 중요한 원재료로 사용되는 

포토마스크(Photomask)는 유리기판 위에 반도체의 미세회로를 형상화한 

것입니다.  

즉, 투명한 석영기판 상층에 도포된 크롬 박막을 이용하여 반도체 

집적회로와 LCD 패턴을 실제 크기의 1~5 배로 식각해 놓은 제품을 말합니다  

. 설계자가 설계한 회로를 첨단 노광시스템(MEBES : Manufacturing Electronic Beam 

Exposure System)을 이용해 웨이퍼에 묘사시키는 사진 원판이기 때문에 감광물질이 입혀진 

기판에 패턴을 묘사할 수 있게 해준다는 점에서 사진의 필름과 유사한 역할을 수행한다고 할 수 

있습니다.  

이 포토마스크에 담겨져 있는 전자회로 선폭은 마이크로(㎛ : 1/1000mm) 단위의 초 미세 형상 

기술을 통해 실현되는 것입니다.  

 

  

 

 

패턴 설계 : CAD Tool 을 사용하여 패턴을 설계한 후 설계된 Data 를 Writing 하거나 

mask exposure 설비에 맞게 Data 를 처리. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Blank Mask : 패턴이 형성되기 전에 Quartz 위에 Cr 과 Photoresist 가 코팅된 것.  
 

 

 

 

Writing : electron beam 또는 laser 를 사용하여 mask 위의 PR에 패턴을 

전사하는 공정 
 

 

 

 

PR Develop : 전사된 PR을 형상화하는 공정. 
 

 

 

Cr Etching & PR Strip : Develop 후 생성된 PR 패턴을 막으로 하여 Cr 을 

Etching 한 후 남은 PR을 제거.  
 

 

 

Inspection / Cr repair : PR Strip 및 Cleaning 을 실시한 후 mask 상의 

defect 를 검사하여 이를 repair 하면 최종 mask가 완성된다. 
 

 

  

 

포토마스크는 Photomask Blank 혹은 Blank Mask라고 불리는 석영(quartz) 재질의 원재료에 

얇은 크롬막을 입히고, 전자빔 감광물질을 도포한 것이다. 이것은 마이크로 이하 크기의 패턴을 

정교하게 재생하고 묘사할 수 있도록 결함이 없고 안정된 물질이어야 한다.  

포토마스크 제조는 회로의 각 층에 있는 패턴 데이터를 컴퓨터에 의해 수록한 자기 테이프와 시방서를

고객으로부터 입수하는 것으로 시작된다. 고객은 정교한 컴퓨터 지원설계(CAD) 장치를 이용하여 이 

데이터 테이프를 제작한다.  



포토마스크 제조자는 데이터 테이프에 결함이 없음을 확인한 후 전자빔 장치의 컴퓨터에 데이터를 

입력시킨다.  

테이프상의 데이터는 음화 혹은 양화의 일련의 점으로 전환되고 전자빔은 일련의 점에 따라 장착된 

포토마스크 블랭크의 전자빔 감광제에 조사된다. 전자빔은 사진기의 셔터처럼 노출과 비노출을 만들어

가면서 궁극적으로 원하는 패턴을 만드는데 전자빔에 노광된 포토마스크 블랭크는 크롬을 식각해 

버리기 위해 감광액의 현상, 열처리, 크롬식각 등 일련의 화학공정을 거치게 된다.  

제품사양에 맞는 완벽한 품질을 보장하기 위해 완성된 포토마스크는 정교한 고가의 장비로 검사하여야

하고 결함이 발견되면 레이저 혹은 이온빔 수정장비를 이용, 원하지 않는 크롬은 제거하거나 빠진 

크롬을 생성시킨다. 포토마스크는 선적되기 전에 일련의 엄격한 검사를 통과해야 하고 크기나 표시가 

고객의 사양서에 부합하여야 하며, 일체의 불량이 없어야 한다.  
 

 

http://www.buysemi.co.kr 또는 주소창에 “반도체 웨이퍼” 로 보실 수 있습니다. 


